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我々は、周波数可変な低位相雑音マイクロ波の発生を実現するための新たな方式として、電気

光学変調(EO)コムを用いることにより、市販の信号発生器(SG)の位相雑音を大幅に低減する手法

を実現した[1]。この手法は、EO コムの SG 由来以外の光学系で生じる雑音を十分に低減する必要

がある。近年では、ファブリペロー共振器(FC)の入射前に分散を制御することによって、EO コム

のジッターを低減できることが報告されている[2]。今回、EO コムの光学系で FC 前と高非線形性

ファイバー(HNLF)前の分散値が EO コムの位相雑音に与える影響を計測した。 

我々が開発する EO コムは、線幅 1 Hz レーザーを種光源にし、位相・強度変調器を用いて 25 GHz

モード間隔の光コムを発生させる。光ゲート（パルスピッカー）を導入し、繰返し周波数を 1.25 GHz

まで低減した後に FC を用いて ASE 成分を除去し、EDFA で平均 1 W にまで増幅し、分散補償に

より短パルス化する。HNLF へ結合し、2/3 オクターブ帯域以上の SC 光を発生させ、2f-3f 自己参

照干渉法により CEO 信号を検出する。図 1(a)は FC 後の EO コムの位相雑音における FC 前分散値

依存性を示す。FC 後の EO コムを光検出し、位相雑音スペクトルから RMS ジッターを算出した。

分散補償器の分散値を 0.16ps/nm に設定したとき、FC 後の EO コムの RMS ジッターが最も小さく

なる。続いて、１W 出力の EDFA 前に分散補償器を配置し、CEO 信号の線幅測定を行うことで、

HNLF での SC 光発生における EDFA 前分散値依存性を観測した[図(b)参照]。図 2(b)は分散値を

0.0041ps/nm 変化させることにより、CEO 信号の線幅が約 800 kHz 変化することを示している。以

上の結果から、EO コムの位相雑音低減には、FC と EDFA 前の 2 箇所で分散制御することが重要

であることが分かった。 

 
[1] A. Ishizawa et al., Sci. Rep. 6, 24621 (2016) [2] Lawrence Trask et al., CLEO 2019. JW2A.74 (2019) 
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Fig. 1. (a) RMS jitter of EO comb. (b) FWHM of CEO signals. 
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